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１．概要（Summary） 

本開発においては，多数の貫通孔を有するグリッド状

構造体の形成を検討している。ここでは垂直性，狭ピッチ，

高開口率といった条件がある。これらを満足する構造体を

形成し，目標特性を得ることを目的とする。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

Deep RIE 装置 

レーザ／白色光共焦点顕微鏡 

【実験方法】 

Si ウエハ上に開口 30 μm x 30 μmの格子状パター

ンのフォトレジストをフォトリソグラフィにて形成したのち，キ

ャリアウエハと仮接合する。仮接合サンプルに対してフォト

レジストをマスクとして Deep RIE 装置でエッチングを行

う。エッチング処理はレーザ／白色光共焦点顕微鏡でエ

ッチング量を確認しながら進める。貫通エッチングの完了

後，キャリアウエハから剥離し，グリッド構造体を得る。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 今回作製したサンプルの SEM 写真を Fig. 1 に示す。

構造体の寸法測定結果は，開口 32 μm，ギャップ 8 μm 

となっており，レジスト形状を再現した垂直貫通エッチング

が得られた。側壁スキャロップの１段差は 90 nm と充分

小さく加工できた。 

目標を満足する構造体が形成された。 
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Fig. 1 SEM images of grid structure 

(a) Tilted image, (b) Cross-sectional image 
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